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2012년 설립, 반도체 제조용 케미칼/특수가스, 반도체/2차전지 장비 생산 및 판매

I. 회사 개요

’12.03, 설립

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012

’13.08, 부설연구소설립

’14.01, 본사이전(제1공장, 안성), ‘14.03, 장비사업개시

’16.12, 코스닥상장

’17.10, ㈜제일이엔지계열사편입, ‘17.11. 제3공장준공 (안성)

’18.12, 제2공장 (충북보은) 준공

’22.05, ㈜YHT 경영권인
수및계열사편입

본사및제1공장: 

경기도안성시양성면동항공단
(본사, TiCl4/HCDS생산) 제2공장: 

충북보은군보은산업단지
(R&D센터, BDEAS/Si2H6등
생산)

제3공장: 

경기도안성시원곡면
(CCSS/SSS등 케미칼공급장
비제조)

㈜제일이엔지: 

경기도화성시팔탄면
(Gas Cabinet/VMB등
가스공급장비제조)

주요 연혁

’15.10, 경기도유망중소기업선정

’16.04, 기술혁신형이노비즈업체선정

㈜와이에이치티: 

경기도화성시정남면
(2차전지, 폴딩및검사장비제조)

2022 ~
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반도체장비: 선제적 투
자항목, 2차전지로 다

각화

재료사업: 전방산업
호조에따른성장수혜 ,
제품/고객다각화

선순환구조

▪반도체 장비구축및공급

▪반도체재료공급확대

▪제품 Portfolio다양화

✓ 반도체투자Cycle상선제적투자

반도체산업호황기진입시선제적 매출발생

✓ 재료사업확대로이어지는선순환
반도체장비판매는공정증가로연결, 이는반
도체재료공급확대로선순환

✓ 적용산업및고객다각화
반도체장비에서축적된기술바탕 2차전지, 
Display 분야등으로다각화

✓ 반도체생산증가시직접적수혜
소요재료증가, 상대적고수익성유지로성
장을위한Cash cow 역할

✓ 제품다각화로미래성장기반구축
초미세공정대비제품군다양화로미래수익
대비

✓ 고객다각화: ’21년부터중국매출
본격시현중

✓ 제조 Platform
보은 2공장 중심 자체 제조 강화, 효율적
첨단 생산 체계 구축 (약 15천평 부지)

자동화 In-line 설비
공정 변환이 가능한 Flexible한 설계

✓ R&D 역량강화

첨단제조 Platform 보유

I. 회사 개요 Business Model

반도체 공정용 케미칼/특수가스 재료 및 관련 공급장치 일체를 제공, 대규모 첨단 제조
Platform 확보로 미래 성장에 대비하는 선순환적 사업모델

5
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I. 회사 개요

2012년창립후 2021년까지축적된지속성장역량을토대로제2의도약

(‘12~’15)

2012

창업,반도체재료,장비시장진입

지속성장토대구축

반도체재료및연관산업
Total Solution Provider

▪ 2기투자: COS, BTBAS 및 신규제품
생산공정구축 (보은공장부지활용)

▪ Si-전구체 특수가스확대

첨단 High-K등제품고도화

▪반도체장비 2차전지장비
Display등 연관산업으로다각화

▪ Globalization

▪ IPO: 2016 (KOSDAQ)

▪ ‘16~19, 2공장(보은) 투자, 368억원

▪ ’17, 3공장: 장비사업클린룸제조시설

▪ ‘17, ㈜제일이엔지인수: 반도체장비사
업확대

▪무차입경영지속및미래투자를위한유
동성확보

▪ ‘12.3월설립
▪ ‘13., 기업부설연구소설립
▪ ‘14: 안성공장가동
▪ ‘14: 장비사업진출

(‘16~’20)

(‘21~)

2016 2021 ~ 

Growth

7
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II – 1. 반도체재료 (소재) 사업

HCDS

TiCl4

제1공장 (안성)

DRAM과 NAND FLASH 생산공정에서
절연막 (SiO2)생성에사용되는전구체

반도체메모리소자의전자를보관하는
Capacitor의 Electrode 및 Metal Barrier를

형성하는전구체

BDEAS

Si2H6

제2공장 (보은)

DRAM의 30nm이하미세패턴을구현하기
위한절연막형성에사용되는전구체

반도체공정에서 Poly Si증착을위해
사용되는고순도 Gas

10% GeH4/H2

DRAM공정에서전자를보관하는
Capacitor의 SiGe막형성에사용되는 Gas

Cu Slurry

반도체식각공정에서제거할수없는 Cu의
제거를위한연마제

BTBAS

COS

출시예정 (보은)

3D NAND에 사용되는미세패턴형성용
SiO2 전구체

(시설투자완료, ‘22년 2H 매출시현)

식각공정에서 Hard Mask의 Side Wall을
보호함으로써종방향으로만식각이
진행되도록하는 Gas (‘22.4Q)

High-K 제품등 준비

제품군
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III. 생산 Platform

핵심고객인반도체기업과근거리에위치한충북보은에케미칼/특수가스에특화된생산부지
확보및최첨단공정건설 (1기투자완료), 향후성장을위한 Platform 확보

총 15,000 평

보은

이천

청주

지리적 이점 대규모 생산부지 확보 및 활용:1부지 및 2부지
부지 전경

2부지

1부지
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IV. R&D 현 황

주요성과
또는목표

▪ 제품및 공정 위주 R&D ▪ 첨단 R&D 센터건설
R&D 인원및 장비인프라확대

▪ R&D 다변화기반구축

▪ High-K 등 고도화제품개발
▪ Metal등신규분야제품 개발
▪ R&D센터증축/인력확충등인프라
보강

주요
Agenda

도입기
(2013 ~ 2017)

성장기
(2018 ~2020)

고도화및고부가제품출시
(2021 ~  )

▪ TiCl4, Si2H6등기존 제품관련
R&D 집중

- TiCl4 정제장치, Si2H6 합성및정제
장치등제품/공정관련 8건의특허
취득

-제품자체제조및양산화에기여

▪ 웨이퍼자동관리장치용쳄버등제
품 이외공정으로고도화

-웨이퍼자동관리장치용쳄버등 3건
특허취득

- HCDS 정제방법특허취득

▪ R&D센터확장개소: 보은 2공장내

▪ High-K 전구체개발

– 외산대체, 가격경쟁력을구비한신
제품개발

▪ Metal: Liquid 전구체개발

▪ 기타: Silicon, EUV 관련과제 진행

▪ R&D센터증축및 인력 확충

Si-전구체제품/공정위주 R&D에서 High-K등고부가가치/외산대체개발로고도화

증착장비 실험, 분석 가스공급안전시스템 실험, 분석
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V. 지적재산권 특허

생산제품및공정관련 12개특허보유

회전식 퓸 제거
웨이퍼 스토리지

TiCl4 정제장치 GeH4 정제장치 Si2H6 합성 및
정제 장치

DiPAS Batch type
합성용 장치

BDEAS Batch type 
합성용 장치

고순도 헥사클로로디실란
파티클 제거 장치

웨이퍼 자동 관리
장치용 챔버

웨이퍼 자동 관리 장치 관리효율이 향상된 웨이퍼
자동관리 장치용 챔버

챔버교체가 가능한
웨이퍼 자동 관리 장치

HCDS 정제 방법
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V. 지적재산권 ISO인증등

1, 2, 3 공장 모두 품질/환경/안전 관련 인증 획득, 경기도 유망중소기업등으로 선정

품질경영시스템
ISO 9001 제1,3공장

품질경영시스템
ISO 9001 제2공장

환경경영시스템
ISO 14001 제1,3공장

안전경영시스템
ISO 45001 제3공장

기술혁신형 중소기업
Inno-Biz 확인서

경기도 유망 중소기업
선정서
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첨부: ㈜제일이엔지소개

2004년설립,반도체및관련산업분야의 Gas Supply System, Gas 배관시공전문기업

➢ Gas Supply System : 고순도가스를일정한조건으로 공정설비까지안전하게공급하는 System 

➢ Gas 배관시공 : 고순도를유지하며누출없이제조설비까지공급할수있도록연결해주는 Piping 작업

Tube Trailer & ISO Tank Gas Room Main Fab

Gas 
Cabinet

BSGS

VMB

Main 장비

UHP 배관
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